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펨토초레이저 기반 
열처리기술
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기술이전 기타라이센싱 공동연구

희망 파트너쉽 

기술완성도 
(TRL) 양산 및 

초기시장 
진입

상용데모상용모델의 
개발 및
 최적화

파일럿 
현장실증

유사환경 
시작품

제작·평가

프로토타입 
개발

기술개념 
검증

프로젝트 
개념 또는 
아이디어 

개발

자료조사
기초설명

기술 개요

•  �반도체, 광학 및 디스플레이 등 기능성 소자 제조 및 장비 분야 

고객·시장

•  �기존 금속 패턴의 제작에 사용되는 증착 기술에는 금속 패턴의 결정 구조가 작게 형성이 되어 전도성이나 광학적 

특성의 한계점이 존재함

•  �반도체 재료들의 열처리 공정을 위한 레이저 열처리 공정에 사용되는 다양한 레이저들은 선택적 열처리가 어려워 

주변부의 열적 손상 발생 

•  �열처리 공정을 위해 사용되는 공정 기술들은 소자 전체에 열을 가하게 되어 열에 약한 기판이나 다른 소자들에 열적 

손상 발생

기존 기술의 
문제점 또는 
본 기술의 필요성

나노공정장비연구실

연구자 : 장원석 

T. 042.868.7134 

•  �갈바노 스캐너를 이용한 고속 스캐닝 기술을 접목하여 빠른 열처리 공정을 진행할 수 있고 사각빔을 이용하여 동일한 

레이저 에너지를 표면에 조사하여 균일한 열처리 공정 가능

•  �열처리 공정을 진행하려는 물질에 따라 적합한 레이저 파장과 레이저 에너지를 조절할 수 있어 다양한 물질의 열처리 

공정이 가능

기술의 
우수성 

•  �스탬프나 마스크 없이 빠른 공정 속도로 직접 패터닝을 수행할 수 있는 선택적 펨토초 레이저 열처리 기술 수행을 

위한 핵심 기술

•  �레이저에 의한 순간적인 열 상승을 통한 열처리 공정 이후 급속도로 낮아지는 열에 의해 금속과 반도체 형상의 변화 

없이 열처리 공정을 구현함

•  �다양한 파장과 사각빔 시스템을 통한 균일한 재료에 적합한 레이저 파라미터를 이용한 열처리 공정을 진행하는 기술

•  �펨토초 레이저를 이용한 열처리 공정 기술은 다른 레이저와 달리 조사된 표면에 열을 급속도로 증가시킨 후 감소하기 

때문에 주변 소자나 기판의 열적 손상 없이 선택적 열처리 가능

기술의 
차별성

•  �다른 열처리 공정 및 긴 파장의 레이저와 달리 조사된 

표면에 열을 급속도로 증가시켜 주변부의 열적 손상 

없는 펨토초 레이저 기반 금속 및 반도체의 열처리를 

통한 성능 향상 기술

지식재산권 
현황  

•  �레이저 패터닝 장치 및 방법(KR1980839)

•  �도전 물질의 패터닝 장치 및 방법(KR1877452)

•  �희생층을 이용한 광 유도 전사 방법(KR2212422)

•  �미세 소자의 제조 장치(KR1801312)

    특허

•  �다양한 기판 및 다양한 금속과 반도체 재료에 따라 최적화된 열처리 공정 조건

    노하우

Top-flat Without laser annealing Femto-laser annealing

< 기존 필터 패턴의 열처리를 통한 성능 향상 결과 >


